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摘要(译)

本发明提供一种用于成膜系统的气相沉积系统，其提高了利用EL材料的
效率，并且具有优异的形成EL层的均匀性或生产量以及气相沉积方法。
根据本发明，通过移动蒸发源支架903在沉积室中进行气相沉积，在蒸发
源支架903上，相对于基板将填充有蒸发材料的六个容器911设置在一定
间距。蒸发保持器903通过传送机构902b从安装室905传送。加热器设置
在转盘907中。通过在将容器运输到蒸发支架903之前加热蒸发支架
903，可以改善吞吐量。
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